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(54) Title: INTERLAYER SUPPORT 
— — (54) Bczelchnung: TRENNSC1 ITCI ITTR AG1 




(57) Abstract: The invention relates to an 
interlayer support suitable for depositing 
a self-adhesive material with a layer of 
self-adhesive (20). Said interlayer support 
comprises a relief structure (22) with raised 
webs forming substantially complementary 
channels in the self-adhesive (20) layer, by 
means of which the air trapped during adhesion 
can escape. The relief structure (22) is an 
irregular polygonal structure with stochastically 
formed and distributed polygons having 
between four and seven angles and connected 
by their angles. 



(57) Zus 



Ein Trennschicht- 



trager, der Selbsthaftklebematerial mit einer 
S hicht Haftkleber (20) zu hinterlegen geeignet 
ist, weist eine Reliefs ruktur (22) mit erhabenen 
Stegen auf, die in der Schicht Haftkleber (2 
) im wesentlichen komplcmcntarc Kanale 
bilden, durch die beim Aufkleben eingesperrte 
Luft entweichen kann. Die Reliefstruktur 
(22) ist eine unregelmassige Polygonstruktur 
mit stochastisch geformten und verteilten, 
eckverbundenen, vier- bis siebeneckigen 
Polygonen. 
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Trennschichttrager 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Trennschichttrager rait einem flachigen 
Substrat und einer darauf aufgebrachten Trennschicht . Der Trenn- 
schichttrager ist geeignet, Selbsthaf tklebematerial mit einer Schicht 
Haftkleber zu hinterlegen. Er weist eine Relief struktur mit erhabenen 
Stegen auf, die in der Schicht Haftkleber im wesentlichen komplemen- 
tare Kanale bilden, die beim Aufkleben eingesperrte Luft entweichen 
lassen. 

Selbsthaf tklebematerialien sind aus der Praxis vielfaltig bekannt. Sie 
haben ublicherweise eine Ansichtsseite, die durchsichtig, durchschei- 
nend, undurchsichtig (opak), ein- Oder mehrfarbig sein und/oder eine 
beliebige Information tragen kann, und eine Schicht Haftkleber an der 
RUckseite. Der Haftkleber ist vor dem Aufkleben mit einem Trenn- 
schichttrager (Release Liner) abgedeckt. Zum Aufkleben wird der Trenn- 
schichttrager abgezogen und das Selbsthaftklebematerial mit der Haft- 
kleberschicht an einem zu beklebenden Untergrund festgesetzt. 

Speziell bei groBf lachigen, luf tundurchlassigen Selbsthaf tklebemate- 
rialien z. B. mit einer Kunststof f-Folie an oder hinter der Ansichts- 
seite entsteht dadurch ein Problem, daJi beim Aufkleben Luft einge- 
sperrt wird, die Blasen bildet und einen vollf lachigen Klebekontakt 
mit dem Untergrund verhindert. Das auJiere Erscheinungsbild flexibler 
Selbsthaftklebematerialien kann durch die Luftblasen oder unerwiinschte 
Locher und/oder Falten beeintrachtigt werden, die bei dem Versuch ent- 
stehen, die Luftblasen auszubtlgeln. 

Zur Vermeidung von Luftblasen beim Aufkleben ist es bekannt, dem 
Trennschichttrager (Release Liner) eines Selbsthaftklebematerials eine 
Reliefstruktur mit erhabenen Stegen zu verleihen, die nach dem Abzie- 
hen des Trennschichttragers in der Haf tkleberschicht zumindest tempo- 
rar Kanale hinterlassen, durch die eingesperrte Luft entweichen kann. 
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Bei der EP 0 951 518 Bl wird zu diesem Zweck ein Trennschichttrager 
aus mit Polyethylen beschichtetem Papier und einer Silikontrennschicht 
in einem zusatzlichen Arbeitsgang gepragt (vgl. EP 0 951 518 Bl Bei- 
spiele 43 bis - 49) . Die Relief struktur hat zwei Scharen gerader, paral- 
lel in gleichera Abstand verlaufender Stege, die sich kreuzen und ein 
regelmaMges Rautenmuster mit Rauten gleicher Form und Grofte bilden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Trennschichttrager der eingangs 
genannten Art mit einer Relief struktur zu schaffen, die beim Aufkleben 
eingesperrte Luft besser entweichen lafit. 

Bei dem diese Aufgabe losenden Trennschichttrager ist die Reliefstruk- 
tur eine unregelmallige Polygonstruktur mit stochastisch geformten und 
verteilten, eckverbundenen, vier- bis siebeneckigen Polygonen. 

Bei einer bevorzugten Aus fuhrungs form hat die Relief struktur Stege mit 
einer Breite von 50 um bis 200 pm und einer Hdhe von 5 urn bis 40 pm. 

Bei einer bevorzugten Aus fuhrungs form nimmt ein jedes Polygon eine 
Flache von 0,5 mm 2 bis 3 mm 2 ein. 

f 

Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsform ist ein vorzugsweise aus Papier 
oder Kunststof f-Folie bestehendes Substrat mit Kunststoff beschichtet 
und die Relief struktur in der Kunststof fbeschichtung ausgebildet. Die 
Reliefstruktur kann insbesondere durch Abkiihlen einer auf das Substrat 
aufextrudierten Kunststof fbeschichtung an einem Kuhlzylinder mit zu 
den Stegen komplementaren Vertiefungen erhalten sein. Zum Aufbringen 
der Trennschicht wird das Substrat in herkommlicher Weise tiber die 
voile Flache homogen silikonisiert. 

Trennschichttrager mit einem Substrat aus kunststof fbeschichtetem Pa- 
pier haben wegen relativ hoher Gestehungskosten an dem Gesamtmarkt der 
Trennschichttrager nur einen Anteil von ca. 10 %. Bei dem Gros der 
Trennschichttrager besteht das Substrat aus gestrichenem Papier, 
Silikon-Rohpapier (hochverdichtetem, superkalandrierten „Glassine- 
Papier") und Kunststof f-Folien. 
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Ein Aspekt der Erfindung ist es, ein Substrat aus gestrichenem Papier 
far einen Trennschichttrager tauglich zu machen, der in der Haftkle- 
berschicht eines darait hinterlegten Selbsthaf tklebematerials Kanale 
bildet, die beim Aufkleben eingesperrte Luft entweichen lassen. 

Ein erster Losungsansatz dazu ist, die Relief struktur des Substrats 
ganz oder zum Teil durch den Strich des Papiers selbst zu bilden. Man 
wendet dazu das Gulistreichverfahren an, durch das ein Rohpapier her- 
kommlicherweise mit einem Clay-Strich oder Pigment-Strich veredelt 
wird, uin eine glatte und/oder glanzende Oberflache zu erzielen. Das 
GuJJstreichverfahren ist ein kombiniertes Streich-, Glatt- und Trocken- 
verfahren, bei dem das frisch gestrichene Papier iiber einen Trockenzy- 
linder geftlhrt wird. Zur Herstellung der gewunschten Relief struktur 
kann der Trockenzylinder mit einer komplementaren Struktur graviert 
oder geatzt sein. 

Ein zweiter Losungsansatz ist, die Reliefstruktur des Substrats ganz 
oder zum Teil durch einen Aufdruck auf den Strich des Papiers zu bil- 
den. Diese Maftnahme kann mit der zuvor behandelten Ausbildung der 
Reliefstruktur durch den Strich selbst kombiniert werden. 

Die Bedruckbarkeit und Silikonisierfahigkeit von Papier durch Strei- 
chen zu verbessern, ist allgemein bekannt. Auch gibt es einen umfang- 
reichen Stand der Technik zum Drucken von Relief strukturen beispiels- 
weise fUr Blindenschrif t oder dekorative Zwecke (z. B. Tapeten, Trenn- 
papiere fur die Herstellung von Kunstleder) . Die verwendeten Druckfar- 
ben sind teils thermisch aufblahend, teils hochviskos und schnell UV- 
vernetzend. Fur die Erfindung gibt dieser Stand der Technik nicht viel 
her. Zum einen sind die herkommlicherweise aufgedruckten Relief struk- 
turen sehr grob, und zum anderen die verwendeten Druckfarben mit der 
auf das Substrat auf zubringenden Trennschicht allenfalls bedingt kom- 
patibel. Fur die Trennschicht kommen spezielle Silikonsysteme zum Ein- 
satz, die thermisch oder strahlungsvernetzend sein kSnnen, als Emulsi- 
on oder Losung mit verschiedenen Losungsmitteln oder als lasungsmit- 
telfreies Festsilikon aufgebracht werden und in ihrer Trennwirkung 
durch Fremdchemikalien nur zu leicht inhibiert werden, speziell im 
Sinn einer unerwUnscht verminderten chemischen Vernetzung und Haftung 
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des Silikons („smear", „rub-off", „peel-off") . Zu beriicksichtigen sind 
dabei thermische Einfltisse und Langzeiteffekte. Die Realisierung einer 
auf gestrichenes Papier auf gedruckten Relief struktur ftir die Zwecke 
der vorliegenden Erfindung bedurfte der umf angreichen Forschung nach 
silikonvertraglichen Druckfarben und geeigneten Drucktechniken. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform besteht das Substrat aus mit 
Kunststoff beschichtetem Papier, Kunstof f-Folie oder mit Kunststoff 
beschichteter Kunststof f-Folie. Das Substrat kann mit der Kunststoff- 
beschichtung dispersionsbeschichtet, laminiert oder extrusionsbe- 
schichtet sein. Die Relief struktur wird von einem Aufdruck auf den 
Kunststoff gebildet. 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform ist das aus Papier oder Kunststoff- 
Folie bestehende Substrat des Trennschichttragers mit der Trennschicht 
bedruckt, um diese vollflachig und mit der erfindungsgemaflen Relief- 
struktur auf das Substrat auf zubringen. Die Drucktechnik ermbglicht 
es, die Trennschicht entsprechend zu strukturieren. Druckmaterial sind 
modifizierte Silikonsysteme oder mit Silikon modifizierte Druckfarben. 

Nach alledem kann man einerseits dem Substrat des Trennschichttragers 
die erf indungsgemalie Relief struktur verleihen und das Substrat in her- 
kommlicher Weise homogen silikonisieren und andererseits eine Trenn- 
schicht mit der Relief struktur auf ein homogenes Substrat aufdrucken. 
Gegenstand der Erfindung sind gleichermalien die so erhaltenen Trenn- 
schichttrager (Release Liner) und damit hinterlegte Selbsthaf tklebema- 
terialien. 

Die Erfindung wird ira folgenden anhand von in der Zeichnung 
dargestellten Ausfiihrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 die schematische Seitenansicht eines Trennschichttragers mit 
einem Substrat aus gestrichenem Papier und einer erhabenen 
Relief struktur, die von dem Strich des Papiers gebildet ist; 

Fig. 2 die schematische Seitenansicht eines Selbsthaf tklebematerials 
mit dem TrennschichttrSger gemaJi Fig. I; 
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Fig. 3 die schematische Seitenansicht eines Trennschichttragers mit 
einera Substrat aus gestrichenem Papier und einer darauf 
aufgedruckten erhabenen Relief struktur; 

Fig. 4 die schematische Seitenansicht eines Trennschichttragers mit 
einem Substrat aus gestrichenem Papier und einer darauf 
aufgedruckten Trennschicht, die eine Relief struktur aufweist; 
und 

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Relief struktur , die unregelmaftig- 

polygonal mit stochastisch variierender Form und Verteilung 
eckverbundener Polygone ist, die vier bis sieben Ecken haben. 

Der in Fig. 1 gezeigte Trennschichttrager hat ein flachiges Substrat 
10 aus gestrichenem Papier, dessen Strich 12 eine erhabene Relief- 
struktur 22 bildet. Uber dem Substrat 10 liegt vollflachig eine 
Trennschicht 14 aus Silikon. 

Fig. 2 zeigt ein Selbsthaftklebematerial, bei dem ein Drucktrager 16 
mit einem ansichtsseitigen Aufdruck 18 an der Rtickseite mit Haftkleber 
beschichtet und die Schicht 20 Haftkleber mit dem erwahnten Trenn- 
schichttrager hinterlegt ist. 

Fig. 1 und Fig. 2 reprasentieren genauso einen Trennschichttrager, der 
ein flachiges Substrat 10 aus Papier oder Kunststof f-Folie hat, auf 
das eine Kunststof f schicht 12 mit einer erhabenen Relief struktur 
aufextrudiert ist. 

Der in Fig. 3 gezeigte Trennschichttrager hat ein flachiges Substrat 
10 aus gestrichenem Papier, auf dessen ebenen, vollf lachigen Strich 12 
eine Relief struktur 22 aufgedruckt ist. DarUber liegt vollflachig eine 
Trennschicht 14 aus Silikon. 

Fig. 3 reprasentiert genauso einen Trennschichttrager, der ein 
flachiges Substrat 10 aus Papier Oder Kunststof f-Folie hat. Das 
Substrat ist mit einer ebenen, vollflachigen Kunststof f schicht 12 
dispersionsbeschichtet, laminiert Oder extrusionsbeschichtet. Auf die 
Kunststof f schicht 12 ist eine Relief struktur 22 aufgedruckt. 
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Der in Fig. 4 gezeigte Trennschichttrager hat ein flachiges Substrat 
10 aus gestrichenem Papier, auf dessen ebenen, vollf lachigen Strich 12 
eine Trennschicht 14 aus Silikon aufgedruckt ist, die eine Relief- 
struktur 22 hat. 

Fig. 4 reprasentiert genauso einen Trennschichttrager, der ein 
flachiges Substrat 10 aus Papier oder Kunststof f-Folie hat. Das 
Substrat 10 ist mit einer ebenen, vollf lachigen Kunststof fschicht 12 
dispersionsbeschichtet, laminiert oder extrusionsbeschichtet . Auf die 
Kunststoffschicht 12 ist eine Trennschicht 14 aus Silikon aufgedruckt, 
die eine Relief struktur 22 hat. 



Fig. 5 zeigt die Relief struktur . 
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Liste der Bezuqszeichen 

10 Substrat 

12 Strich bzw. Kunststof fbeschichtung 

14 Trennschicht 

16 Drucktrager 

18 Aufdruck 

20 Schichf Haftkleber 

22 Reliefstruktur 
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Ansprilche 

1. Trennschichttrager mit einem flachigen Substrat (10) und einer 
darauf auf gebrachten Trennschicht (14), der ein Selbsthaf tklebe- 
material mit einer Schicht Haftkleber (20) zu hinterlegen geeig- 
net ist und eine Relief struktur (22) mit erhabenen Stegen auf- 
weist, die in der Schicht Haftkleber (20) im wesentlichen komple- 
mentare Kanale bilden, die beim Aufkleben eingesperrte Luft ent- 
weichen lassen, dadurch gekennzeichnet, daU die Relief struktur 
(22) eine unregelmaMge Polygonstruktur mit stochastisch geform- 
ten und verteilten, eckverbundenen, vier- bis siebeneckigen Poly- 
gonen ist. 

2. Trennschichttrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali 
die Reliefstruktur (22) Stege mit einer Breite von 50 urn bis 200 
urn und einer Hone von 5 um bis 40 um hat. 

3. Trennschichttrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daiJ ein jedes Polygon eine Flache von 0,5 mm 2 bis 
3 mm 2 einnimmt. 

4. Trennschichttrager nach einem der Ansprilche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dali das Substrat (10) mit Kunststoff beschichtet 
und die Reliefstruktur in der Kunststof fbeschichtung (12) 
ausgebildet ist. 

5. Trennschichttrager nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Reliefstruktur (22) durch Abktihlen einer auf das Substrat 
(10) aufextrudierten Kunststof fbeschichtung (12) an einem 
KUhlzylinder mit zu den Stegen komplementaren Vertiefungen 
erhalten ist. 

6. Trennschichttrager nach einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Substrat (10) aus Papier besteht. 
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7. Trennschichttrager nach einera der AnsprUche 1 bis 5, dadurch 

gekennzeichnet, dali das Substrat (10) aus Kunststof f-Folie 
besteht. 

8. Trennschichttrager nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dali das Substrat (10) aus gestrichenem Papier 
besteht. 

9. Trennschichttrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dali 
die Reliefstruktur (22) wenigstens zum Teil vom Strich (12) des 
Papiers gebildet ist. 

10. Trennschichttrager nach Anspruch 11 Oder 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali die Reliefstruktur (22) wenigstens zum Teil von 
einem Aufdruck auf den Strich (12) des Papiers gebildet ist. 

11. Trennschichttrager nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Substrat (10) aus mit Kunststoff 
beschichtetem Papier, Kunststof f-Folie Oder mit Kunststoff 
beschichteter Kunststof f-Folie besteht, und dali die 
Reliefstruktur (22) von einem Aufdruck auf den Kunststoff 
gebildet ist. 

12. Trennschichttrager nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 6 bis 8 oder 
11, dadurch gekennzeichnet, dali eine vollflachige Trennschicht 
(14) mit der Reliefstruktur (22) auf das Substrat (10) aufge- 
druckt ist. 

13. Selbsthaftklebematerial mit einem Trennschichttrager nach einem 
der AnsprUche 1 bis 12. 
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